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制作平面全息光栅的离轴抛物镜／洛埃镜干涉系统

巴音贺希格１，邵先秀１，２，崔继承１，２，李文昊１，齐向东１

（１．中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所，吉林 长春１３００３３；２．中国科学院 研究生院，北京１０００３９）

摘要：设计和制作具有较高波前平面度和结构稳定的干涉曝光系统是研制高质量平面全息光栅的首要条件。对离轴抛

物镜／洛埃镜系统、单透镜／洛埃镜系统、球面反射镜／洛埃镜系统和双分离透镜／洛埃镜系统等４种单反射镜干涉曝光系

统产生的干涉条纹直线度进行了光线追迹。在干涉场中放置标准光栅，使用于曝光的两束平行光入射到光栅上，从而衍

射光相干叠加产生莫尔条纹；并对上述４个系统产生的莫尔条纹做了模拟。利用Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式对莫尔条纹进行拟合得

到干涉曝光系统的波前像差，比较了４个系统的差异。结果表明，采用离轴抛物镜／洛埃镜系统制作中、小口径平面全息

光栅是最为合适的。在此基础上，研制了用于制作最大尺寸为１１０ｍｍ×１１０ｍｍ，刻线密度＞１２００ｌ／ｍｍ的平面全息光

栅的离轴抛物镜／洛埃镜干涉曝光系统，在洛埃镜和离轴抛物镜面形精度为λ／８（λ＝６３２．８ｎｍ）的前提下，平面全息光栅

的衍射波前像差为０．２３９６λ（λ＝５５０ｎｍ）。此系统经过消除外界扰动和精细装调后，可用于制作衍射波前像差达λ／６～

λ／７（λ＝５５０ｎｍ）以上的平面全息光栅。
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１　引　言

　　与机械刻划光栅相比，全息光栅具有不存在

随机或周期性误差引起的“鬼线”，信噪比高［１］，制

造周期短和成本相对较低等诸多优点，尤其是球

面非球面全息光栅还可以集色散、成像、消像差

和波段展宽等功能于一身，大大简化光谱仪器的

结构。离子束刻蚀技术的发展又进一步推动了全

息光栅的发展，由此闪耀全息光栅应运而生，全息

光栅与离子束刻蚀技术的成功结合，极大地提高

了全息光栅的衍射效率［２５］。因此，从紫外到可见

光波段，全息光栅在常规型光谱仪器领域中的使

用日趋普遍，需求量巨大。

全息光栅是利用光刻胶记录两相干光束的

干涉条纹，然后经显影工艺转化为浮雕轮廓制作

而成的［６］。激光干涉系统即曝光系统的性能直接

影响全息光栅的质量。就平面全息光栅的制作而

言，要求激光光束经曝光系统后产生两束平面波，

光刻胶记录的是等间距的直线形干涉条纹。两干

涉光束来自同一光源通过分振幅或分波前来获

得［７］。分振幅需两套准直系统，光路较为复杂，调

试难度较大，制作大口径全息光栅需采用此类曝

光系统［８］。分波前干涉系统则光路相对简单，调

试较为容易，制作中、小口径全息光栅采用此类曝

光系统较为合适。分波前曝光系统按照调整反射

镜的数量可分为双反射镜系统和单反射镜系

统［９１０］。双反射镜系统通常需要一块同轴使用的

准直球面镜或抛物镜为其提供平行光，故至少需

要３块反射镜。单反射镜系统则利用洛埃镜原理

设置光路，故只需两块镜子，而且可把洛埃镜和待

制作光栅基底安装于同一基座，抗外界扰动方面

要优于双反射镜系统，系统装调方便且结构稳

定［１１］。但是，如何选择为洛埃镜提供平行光的准

直镜，将直接决定全息光栅的衍射波前质量，衍射

波前则影响光栅的分辨本领。

鉴于此，本文在对离轴抛物镜／洛埃镜系统、

单透镜／洛埃镜系统、球面反射镜／洛埃镜系统和

双分离透镜／洛埃镜系统等单反射镜干涉曝光系

统做出系统评价的基础上，选择离轴抛物镜／洛埃

镜系统作为研制平面全息光栅的干涉曝光系统。

目前，所研制的干涉曝光系统已投入全息光栅的

制作中。

２　全息光栅曝光系统的设计

２．１　曝光系统工作原理及反射镜规格

为了叙述方便，以最后选取并研制的离轴抛

物镜／洛埃镜干涉系统为例予以说明。如图１所

示，激光束经空间滤波器后变成球面波到达准直

反射镜，经准直后变成平行光（平面波）；在准直反

射镜的对面放置调整反射镜，通过改变调整反射

镜的方向，使其反射光与来自于准直反射镜的平

行光之间的夹角符合待制作光栅刻线密度的要

求，在这两束反射平行光形成的干涉场中放置涂

有光致抗蚀剂的光栅基底来记录干涉条纹。

光栅基底与调整反射镜即洛埃镜安装于同

一转台上，光栅周期决定于两束反射光之间的夹
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图１　离轴抛物镜／洛埃镜系统示意图（俯视图）
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Ｌｌｏｙｄ’ｓｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ（ｐｌａｎｆｏｒｍ）

角２θ，即
［９１１］

犱＝
λ

２ｓｉｎθ
， （１）

其中，λ为激光光源波长。当转台逆时针旋转时，

θ角变大，可制作刻线密度大的光栅；反之亦然。

本曝光系统将用于制作最大尺寸为１１０ｍｍ

×１１０ｍｍ，刻线密度＞１２００ｌ／ｍｍ的全息光栅。

如图１所示，犗点为空间滤波器出瞳，可视为点光

源，位于准直镜焦点处，犗犗′为光轴。Ｋｒ＋激光器

输出波长为４１３．１ｎｍ。以制作１２００ｌ／ｍｍ光栅

计算，由式（１）知，θ＝１４．３５°，故洛埃镜的长度犔

取３９０ｍｍ，高度则为１１０ｍｍ。根据调整反射镜

和光栅基底在抛物镜上的投影可知抛物镜的有效

使用面积为１１０ｍｍ×２７７ｍｍ，其矩形的对角线

长度为２９８ｍｍ，离轴抛物镜用于产生平面波的

有效口径犇应大于此值，实际取为３２０ｍｍ，离轴

量犺为２２０ｍｍ，焦距为１２００ｍｍ。

２．２　４种曝光系统的比较

４种系统都属于洛埃镜装置，只是准直镜不

同。（１）离轴使用的抛物镜／洛埃镜系统；（２）同轴

使用的单透镜／洛埃镜系统；（３）避免中心遮拦离

轴使用的球面反射镜／洛埃镜系统；（４）考虑到制

作较大口径的胶合透镜困难，选用非胶合双分离

透镜作为准直镜的双分离透镜／洛埃镜系统。

２．２．１　准直镜的像差分析

制作平面全息光栅需要两束相干平行光，而

单反射镜系统中只有准直镜的球差影响相干光束

的平行度。图２（ａ）至（ｄ）分别给出了离轴抛物

镜、单透镜、球面反射镜和双分离透镜的球差曲

线。

在计算时，准直镜口径均为３２０ｍｍ，焦距均

为１２００ｍｍ，离轴抛物镜和球面反射镜的离轴量

（ａ）离轴抛物镜　　　　　　　　（ｂ）单透镜

（ａ）Ｏｆｆａｘｉｓｐａｒａｂｏｌｉｃｍｉｒｒｏｒ　　　（ｂ）Ｓｉｎｇｌｅｌｅｎｓ

（ｃ）球面反射镜　　　　　　　（ｄ）双分离透镜

（ａ）Ｓｐｈｅｒｉｃａｌｍｉｒｒｏｒ　　（ｄ）Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｐａｉｒｓｏｆｌｅｎｓ

图２　准直镜球差曲线

Ｆｉｇ．２　Ｓｐｈｅｒｉｃａｌａｂｅｒｒａｔｉｏｎｃｕｒｖｅｓｏｆｃｏｌｌｉｍａｔｉｎｇｌｅｎｅｓ

取２２０ｍｍ。离轴抛物镜、单透镜、球面反射镜和

双分离透镜的Ｓｅｉｄｅｌ像差函数中球差系数分别为

０，１４２．５８，－２７．４９８５和０．７３７。可以看出，离轴

抛物镜球差为零，说明发自焦点的球面波经离轴

抛物面反射后成为严格的平面波；单透镜和球面

反射镜球差较大，双分离透镜球差相对较小。

２．２．２　待制作光栅基底上的干涉条纹模拟

平面全息光栅需要记录平行等间距的直线形

干涉条纹，为此，分别对不同单反射镜系统的干涉

场进行了数值仿真，而且假定洛埃镜和准直镜都

是理想的，不存在加工误差。考虑到１２００ｌ／ｍｍ

的干涉条纹密度太大，不便于直观地评价干涉场，

于是，通过追迹１２８条光线对干涉条纹的质量做

出了定性判断。图３（ａ）至（ｄ）分别给出了离轴抛

物镜／洛埃镜系统、单透镜／洛埃镜系统、球面反射

镜／洛埃镜系统和双分离透镜／洛埃镜系统的干涉

条纹模拟结果。可以看出，离轴抛物镜和双分离
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透镜系统下的干涉条纹为直条纹；单透镜系统下

的干涉条纹边缘弯曲；球面反射镜系统下的干涉

条纹出现环形，无法用于制作平面全息光栅。

（ａ）离轴抛物镜／洛埃镜系统　（ｂ）单透镜／洛埃镜系统

（ａ）Ｏｆｆａｘｉｓｐａｒａｂｏｌｉｃ／Ｌｌｏｙｄ＇ｓ　（ｂ）Ｓｉｎｇｌｅｌｅｎｓ／

ｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ Ｌｌｏｙｄ＇ｓｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ

（ｃ）球面反射镜／洛埃镜系统　（ｄ）双分离透镜／洛埃镜系统

（ｃ）Ｓｐｈｅｒｉｃａｌｍｉｒｒｏｒ／Ｌｌｏｙｄ　（ｄ）Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｐａｉｒｓ

ｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ ｏｆｌｅｎｓ／Ｌｌｏｙｄ

ｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ

图３　四种曝光系统下的干涉条纹模拟结果

Ｆｉｇ．３　Ｆｉｔｔｉｎｇｒｅｓｕｌｔｓｏｆｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｆｒｉｎｇｅｓｉｎｔｈｅ

ｆｏｕｒｅｘｐｏｓｕｒｅｓｙｓｔｅｍｓ

２．２．３　标准光栅的莫尔条纹及其Ｚｅｒｎｉｋｅ多项

式拟合

制作平面全息光栅时，由于干涉场中的干涉

条纹密度很大，周期结构的特征尺度一般为微米

或亚微米量级，在实验中无法直接观察到干涉条

纹。但是，可以采用如图１所示的方法，间接观察

干涉条纹质量，进而判断干涉曝光系统的波前像

差。基本方式［９１０］是在光栅基底处放置一个与待

制作全息光栅光栅常数相同（如１２００ｌ／ｍｍ）的

标准光栅，干涉曝光光路中来自于调整反射镜的

记录光经标准光栅衍射的＋１级衍射光与来自于

离轴抛物镜的记录光经标准光栅衍射的－２级衍

射光相叠加，适当调整调整反射镜与光栅衍射的

相对位置，便可在视场中产生干涉条纹，通常也称

为莫尔条纹，莫尔条纹反应干涉曝光系统的波

前质量。

图４（ａ）至（ｄ）分别给出了离轴抛物镜／洛埃

镜系统、单透镜／洛埃镜系统、球面反射镜／洛埃镜

系统和双分离透镜／洛埃镜系统条件下的莫尔条

纹模拟结果，并假定洛埃镜、准直镜以及标准光栅

都是理想的。由于在衍射光方向观察，莫尔条纹

的尺寸为１１０ｍｍ×９８ｍｍ。可以看出，在离轴抛

物镜和双分离透镜系统下得到的莫尔条纹为直条

纹；在单透镜／洛埃镜系统下得到的莫尔条纹边缘

出现弯曲；在球面反射镜／洛埃镜系统下得到的莫

尔条纹出现圆环，说明该干涉曝光系统明显不符

合平面全息光栅制作要求。

（ａ）离轴抛物镜／洛埃镜系统　（ｂ）单透镜／洛埃镜系统

（ａ）Ｏｆｆａｘｉｓｐａｒａｂｏｌｉｃ／Ｌｌｏｙｄ　（ｂ）Ｓｉｎｇｌｅｌｅｎｓ／

ｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ Ｌｌｏｙｄｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ

（ｃ）球面反射镜／洛埃镜系统　（ｄ）双分离透镜／洛埃镜系统

（ｃ）Ｓｐｈｅｒｉｃａｌｍｉｒｒｏｒ／Ｌｌｏｙｄ　（ｄ）Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｏｆｐａｉｒｓ

ｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ ｏｆｌｅｎｓ／Ｌｌｏｙｄ

ｍｉｒｒｏｒｓｙｓｔｅｍ

图４　４种曝光系统下标准光栅的莫尔条纹模拟结果

Ｆｉｇ．４　Ｆｉｔｔｉｎｇｒｅｓｕｌｔｓｏｆｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｆｒｉｎｇｅｓｏｆｓｔａｎｄ

ａｒｄｇｒａｔｉｎｇｓｉｎｆｏｕｒｅｘｐｏｓｕｒｅｓｙｓｔｅｍｓ
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图３和图４给出的仅为软件模拟结果，不能

给出干涉曝光系统具体的波前质量。由于Ｚｅｒｎｉ

ｋｅ多项式对波前的拟合精度高，并且与光学系统

的Ｓｅｉｄｅｌ像差函数很容易建立起联系，因此，可以

利用Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式对莫尔条纹进行拟合得到干

涉曝光系统波前像差。

本文采用ＧｒａｍＳｃｈｉｍｄｔ正交化方法
［１２］求出

Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式拟合莫尔条纹的系数犃，即

犃＝犅Ｔ犆， （２）

其中，

犅犻犼 ＝

０　　　　　　　　　　 （犻＜犼）

∑
σ

犠犣２犻 －∑
犻－１

狉＝１

（∑
σ

犠犣犻犞狉）［ ］２ －
１
２
　（犻＝犼）

∑
犻－１

狉＝１

（∑
σ

犠犣犻犞狉）犅犻犻犅狉［ ］犼 （犻＞犼

烅

烄

烆
）

，（３）

犞犻＝

犣犻－∑
犻－１

狉＝１

犞狉∑
σ

犠犣犻犞狉

∑
σ

犠犣２犻 －∑
犻－１

狉＝１

（∑
σ

犠犣犻犞狉）［ ］２
１
２

，（４）

∑
σ

犞狉
１
犞狉

２
犠 ＝

０　（狉１ ≠狉２）

１　（狉１ ＝狉２
｛ ）

， （５）

犆犻＝∑
σ

犠狓犞犻， （６）

式（３）～（６）中，σ为所取数据点的集合。犠 是非

负权函数，其作用是使在权较大的区域内近似更

为精确，一般情况取犠＝１。狓（ρ，θ）为实际干涉

图样，即莫尔条纹，犣为Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式。

波前像差用３级像差多项式来表示为

犠（ρ，θ）＝犪０＋∑
２

狀＝１

［犪狀犚
０
狀（ρ）＋

∑
２

犿＝１

犚犿狀（ρ）ρ
犿（犫狀犿ｃｏｓ犿θ＋犮狀犿ｓｉｎ犿θ）］，（７）

式中，犚犿狀（ρ）ρ
犿 为Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式径向函数表达

式。可以由Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式拟合系数很方便地得

出波前像差的ＰＶ值，其数值就是实际波前和理

想波前之间的最大偏差，也可以得到波前像差的

ＲＭＳ值，即

σ
２
＝∑

∞

狀＝１

犪２狀
２狀＋１

＋
１

２∑
狀

犿＝１

犫２狀犿 ＋犮
２
狀犿

２狀＋１－［ ］犿 ，（８）

其中，犪狀，犫狀犿，犮狀犿分别为对应的Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式的

拟合系数。表１给出的是对图４（ａ），（ｂ）和（ｄ）所

示莫尔条纹模拟结果的Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式拟合系数

求得的波前像差ＰＶ值和ＲＭＳ值。

表１　３种曝光系统的波前像差犘犞值和犚犕犛值

Ｔａｂ．１　ＰＶａｎｄＲＭＳｖａｌｕｅｓｏｆｗａｖｅｆｒｏｎｔ

ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｉｎｔｈｒｅｅｅｘｐｏｓｕｒｅｓｙｓｔｅｍｓ

曝光系统
ＰＶ／λ

（λ＝４１３．１ｎｍ）

ＲＭＳ／λ

（λ＝４１３．１ｎｍ）

离轴抛物镜系统 ０．００１３０ ０．０００７５

单透镜系统 ０．１０３７３ ０．０８８９３

双分离透镜系统 ０．００１６５ ０．０００８２

由表１看出，在洛埃镜和单透镜都是理想状

态下，单透镜系统的波前像差ＰＶ 值已不足λ／

１０，可实际的光学系统波前像差ＰＶ 值要大得

多，所以单透镜／洛埃镜系统不适合于制作平面全

息光栅。

选择干涉曝光系统不仅要看波前质量，还要

考虑系统的稳定性和调试难度。表２给出的是离

轴抛物镜／洛埃镜系统和双分离透镜／洛埃镜系统

存在调整误差情况下的波前像差ＰＶ值。在做

双分离透镜系统的莫尔条纹模拟时，固定其中一

个透镜。

表２　２种曝光系统的调整误差与波前像差犘犞值

Ｔａｂ．２　ＡｄｊｕｓｔｍｅｎｔｅｒｒｏｒｓａｎｄＰＶｖａｌｕｅｓｏｆｗａｖｅｆｒｏｎｔａｂｅｒｒａｔｉｏｎｆｒｏｍｔｗｏｅｘｐｏｓｕｒｅｓｙｓｔｅｍｓ

干涉系统 狔轴偏０．５ｍｍ 狓轴偏０．５ｍｍ 绕狓轴转０．５° 绕狔轴转０．５° θ减小０．００７° 离焦１０ｍｍ

离轴抛物镜系统 ０．２０８６ ０．０２８６ ０．３４０２ ０．３２６９ ０．０７４９ ０．０８５９

双分离透镜系统 ０．２２９２ ０．０８８６ ０．５２９２ ０．０４４５ ０．２１０１ ０．１３７３

　　由表２看出，双分离透镜／洛埃镜系统单镜调

整误差引入的波前像差ＰＶ值，除绕狔轴旋转之

外，其它都大于离轴抛物镜／洛埃镜系统。如果考

虑两块透镜调整误差引入的波前像差就会更大。

另外，从加工难度考虑，双分离透镜的面形及一致

性不易保证。

综上所述，选择离轴抛物镜／洛埃镜系统作为

研制平面全息光栅的干涉曝光系统较为合理。
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３　实验结果

　　根据制作常规型光谱仪器用平面全息光栅的

实际需要，在长春光机所光学技术中心加工了洛

埃镜和离轴抛物镜，面形精度要求为λ／８（λ＝

６３２．８ｎｍ）。图５为由Ｚｙｇｏ干涉仪测得的离轴

抛物镜面形误差，测量值为０．１１６λ，完全达到了

设计要求。

图５　抛物镜面形误差

Ｆｉｇ．５　Ｓｈａｐｅｅｒｒｏｒｏｆｐａｒａｂｏｌｉｃｍｉｒｒｏｒ

图６为在离轴抛物镜／洛埃镜系统中摄得的

莫尔条纹，由于标准光栅（１１０ｍｍ×１１０ｍｍ，

１２００ｌ／ｍｍ）基底存在面形误差，实验调节尚不

到位和空气扰动等因素的存在使莫尔条纹局部不

够直，Ｚｅｒｎｉｋｅ多项式拟合结果为接近λ／５，见表

３。图７为试制出的１１０ｍｍ×１１０ｍｍ，１２００

ｌ／ｍｍ平面全息光栅，利用泰曼干涉仪测得的衍射

波前干涉图，其中同样包括仪器光学系统像差和

光栅基底的误差，波前像差见表３。

表３　干涉曝光系统莫尔条纹与全息光栅的衍射

波前干涉图及其波前像差

Ｔａｂ．３　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｗａｖｅｆｒｏｎｔｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅｐａｔｔｅｒｎｓａｎｄ

ｗａｖｅｆｒｏｎｔａｂｅｒｒａｔｉｏｎｏｆｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃｅｘｐｏｓｕｒｅ

ｓｙｓｔｅｍＭｏｉｒｅｆｒｉｎｇｅａｎｄｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃｇｒａｔｉｎｇ

波前像差 ＰＶ ＲＭＳ

莫尔条纹（λ＝４１３．１ｎｍ） ０．２００７λ ０．１０１２λ

衍射波前干涉图（λ＝５５０ｎｍ）０．２３９６λ ０．１１３２λ

图６　离轴抛物镜系统的莫尔条纹

Ｆｉｇ．６　Ｍｏｉｒｅｆｒｉｎｇｅｏｆｏｆｆａｘｉｓｐａｒａｂｏｌｉｃｓｙｓｔｅｍ

图７　全息光栅衍射波前干涉图

Ｆｉｇ．７　Ｗａｖｅｆｒｏｎｔｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｐａｔｔｅｒｎｏｆｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ

ｇｒａｔｉｎｇ

４　结　论

　　本文分析、对比了离轴抛物镜／洛埃镜系统、

单透镜／洛埃镜系统、球面反射镜／洛埃镜系统和

双分离透镜／洛埃镜系统等单反射镜干涉曝光系

统制作平面全息光栅时的干涉场像差校正能力，

得到如下结论：离轴抛物镜／洛埃镜系统和双分离

透镜／洛埃镜系统具有较为优越的波前质量，理论

波前像差分别可以达到０．００１３０λ和０．００１６５λ（λ

＝４１３．１ｎｍ）。但是，双分离透镜的加工和装调

难度大，这两点又会影响到实际的系统波前质量，

而且抗外界扰动能力不及离轴抛物镜／洛埃镜系

统，因此，制作中、小口径平面全息光栅采用离轴

抛物镜／洛埃镜系统是合适的。在洛埃镜和离轴

抛物镜面形精度为λ／８（λ＝６３２．８ｎｍ）的前提下，
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试制的１１０ｍｍ×１１０ｍｍ，１２００ｌ／ｍｍ平面全息

光栅的衍射波前像差为０．２３９６λ（λ＝５５０ｎｍ）。

完善曝光隔振平台和减小空气湍流扰动后，对本

系统加以精调会进一步提高波前质量，可以使光

栅的衍射波前像差提高到接近λ／６，若制作口径

＜７０ｍｍ×７０ｍｍ的平面全息光栅则更为容易。
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●下期预告

半导体量子点材料在犖犱∶犢犃犌
激光辐照下的非线性效应

Ｐ．Ｋｕｍｂｈａｋａｒ
（ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＰｈｙｓｉｃｓ，ＮａｎｏｓｃｉｅｎｃｅＬａｂｏｒａｔｏｒｙ，

ＮａｔｉｏｎａｌＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＤｕｒｇａｐｕｒ，７１３２０９Ｉｎｄｉａ）

使用１０ｎｓ脉冲调ＱＮｄ：ＹＡＧ激光器Ｚｓｃａｎ辐照技术，测量了化学合成的无掺杂的硫化锌量子点

（ＱＤｓ）以及掺杂 Ｍｎ２＋的硫化锌量子点（ＱＤｓ）的非线性光学性质。合成材料纳米结构的特点在于使用

了透射电镜技术以及Ｘ射线衍射技术。在室温下，分别利用紫外到可见光的分光光度计和分光荧光计

测量了人工合成ＱＤｓ胶体溶液的线性光学吸收特性以及光致发光的发射特性。样品的吸收特性表明，

由于量子限制效应样品的截止吸收低于硫化锌的截至吸收。掺杂 Ｍｎ２＋的硫化锌样品显示出明显的光

致发光现象，发射峰大约在５８０ｎｍ，而无掺杂的硫化锌样品在紫外区辐射，发射峰大约在３６５ｎｍ。通

过测量样品在紫外到可见光的吸收特性并分析透射电镜技术和光致发光的分析数据，测定了硫化锌样

品的平均粒度（半径）大约是１．２ｎｍ。分析开放光圈（ＯＡ）Ｚｓｃａｎ的实验数据，发现了在１０６４ｎｍ处两

种试验样品都会发生四光子吸收现象。拟合实验数据得到了两种试验样品的ＦＰＡ系数以及ＦＰＡ横截

面。ＺｎＳＱＤ的ＦＰＡ横截面的计算值是４．９×１０－１０６ｃｍ８ｓ３ｐｈｏｔｏｎ
－３，比硫化锌的ＦＰＡ横截面大了五个

数量级，而且人工合成的ＺｎＳＱＤ也有光学限制的性质。掺 Ｍｎ２＋离子的样品具有大的ＦＰＡ横截面并

且在可见光区有高的发光效率，这两个特点使得这种材料适合用于多光子荧光成像应用的材料。
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